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１．概要（Summary） 

高分子材料の接合技術開発のため、当研究室では真

空紫外(VUV)光を用いた光活性化接合について報告し

てきた[1]。当研究室では新たに結晶性高分子材料であ

るポリオキシメチレン(POM)の VUV による光活性化接合

に取り組んだ。この手法が効果的であるかを検証するた

め、VUV 照射による結晶化度の変化を評価する必要が

ある。そこで本課題では京都大学ナノテクノロジーハブ拠

点にて、X 線回折装置により、試料表面の XRD スペクト

ル分析を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

X線回折装置 

3D測定レーザー顕微鏡 

 

【実験方法】 

POM 成形板(SHT-POM Nat)に対し、VUV 光（λ＝

172 nm, UV172）を乾燥空気環境下にて、照射距離 5 

mmで照射し、各照射時間における XRD スペクトルを X

線回折装置により分析した。照射による材料表面への影

響を評価するため、照射時間は 0, 10, 60, 120分と設定

した。また、併せて、3D レーザー顕微鏡による表面観察

も実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

3D レーザー顕微鏡による表面観察結果から、照射時

間が長くなるほど、表面粗さが増大していることを確認し

た。各照射時間における XRD スペクトルを Fig. 1 に示

す。照射を行っていない場合と比較して、照射時間 10, 

60, 120 分での XRD スペクトルに顕著な違いは確認さ

れなかった。このことから、POM のバルク層における結

晶化度は照射時間によらず、大きな変化がないことが示

唆された。 
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Figure 1. XRD spectra of the POM irradiation surface 

with irradiation time of VUV-light 


